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Abstract (en)
The microscope operates with wavelength of less than 100 nm, especially less than 30 nm i.e. EUV (Extreme Ultraviolet) or X-rays. The microscope
may be operated with a magnification of 0.1 to 1000x. The microscope is contained inside a vacuum chamber to avoid absorption of transmitted
light. Light from the object (1) is reflected off a first mirror (2) which may be slightly concave, aspherical and may have a reflective diffraction
grating of approximately 240 lines/mm. Light is then reflected off a second mirror (3) which may be spherical convex with a diffractive structure of
approximately 660 lines/mm. The distance between the object and the intermediate focus point (4) is less than 5 m.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein reflektives Abbildungssystem fiir ein Réntgenmikroskop zur Untersuchung eines Objektes in einer
Objektebene, wobei das Objekt mit Strahlen einer Wellenlange < 100 nm, insbesondere < 30 nm beleuchtet und in eine Bildebene vergroBert
abgebildet wird. Bei dem erfindungsgemafen Abbildungssystem fir ein, auf extrem ultravioletter (EUV) Strahlung basierendem Mikroskop mit
Wellenlangen im Bereich < 100nm, mit einer VergréBerung von 0,1 - 1000x und einer Bauldnge < 5m, weist mindestens eines der im Strahlengang
vorhandenen abbildenden optischen Elemente eine diffraktiv-reflektive Struktur auf, die auf einer spharischen oder einer planen Grundflache
aufgebracht ist und Uber eine nicht rotationssymmetrische, asymmetrische Form verfugt. Mit der erfindungsgemé&Ben Anordnung wird ein
Abbildungssystem zur Verfligung gestellt, welches die im Stand der Technik bekannten Nachteile vermeidet und eine hohe Abbildungsgite
gewahrleistet. Der Fertigungsaufwand bleibt durch die ausschlieBlich Verwendung sphérischer Spiegel vertretbar. <IMAGE>
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